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(57) Abstract: The invention relates to an ion implanter (IMP) comprising a pulsed plasma source (SPL), a substrate support plate
(PPS) and a power supply (ALT) for said plate. The inventive implanter also comprises a capacitor C which is connected directly
to the earth (E) and which is mounted downstream of the plate power supply (ALT). The invention also relates to a method of using

said implanter.
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(57) Abrégé : La présente invention concerne un implanteur ionique IMP qui comporte une source plasma pulsée SPL, un plateau
porte-substrat PPS et une alimentation ALT de ce plateau. Cet implanteur comporte de plus une capacité C reliée directement a la
masse E et montée en aval de l'alimentation plateau ALT. L'invention vise également un procédé de mise en oeuvre de l'implanteur.



